
（1）利用目的
　EUVマスク上の欠陥を検査するための顕微鏡システムを開発し、実波長で半導体回路
パタンを評価する。
（2）実験方法
　BL3Bの白色EUV光を用い、波長13.5 nm用Mo/Si多層膜ミラーで構成した照明光学系と
拡大結像系により、マスクの明視野反射像をCCDカメラ上に拡大投影した。　
（3）実験結果
　図に示す格子パタンの線幅は88 nmで、1秒程度の露光時間で格子像を明瞭に観察する
ことが可能であった。 
（4）成果の波及効果、今後の見通し
　EUVリソグラフィ用マスクの観察のための顕微鏡システムとして有用である。
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利用成果の概要
　100μm を超える広視野を高分解能で一括観察できる、多層膜ミラー結像
系による顕微鏡システムを開発した。EUVリソグラフィ用のマスクパタンの
欠陥検査が可能となる。

図面等
開発した顕微鏡によるEUVリソグラフィ用
マスクの観察例
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